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Introducao |

Materiais  nanoestruturados com  arranjo
periédico de poros podem ser usados como molde
no desenvolvimento de sistemas com estruturas
organizadas, alta area superficial e acesso faC|I|tado
de substancias quimicas no interior dos poros’.
Neste trabalho, estudou-se a preparacdo, pelo
processo sol-gel, de um nanocompésito formado
pelo crescimento da silica mesoporosa SBA-15 no
interior dos canais nanométricos de membranas de
alumina anddica (AAQO). O objetivo €é obter
materiais com porosidade hierarquica, constituida
de dois niveis estruturais com arranjo hexagonal de
poros cilindricos: um com diametros na faixa de 20
a 200 nm formado pela membrana AAO e outro
pela silica SBA-15 com poros de 2 a 30 nm. Desta
maneira, novas estruturas hierarquicas com
potenciais aplicagcbes em processos de filtragdo e
catdlise poderdo ser formadas.

Resultados e Discussao |

Na preparagcdo da silica mesoporosa foi usado
Tetraetilortosilicato (TEOS) e o copolimero tribloco
Pluronic (P123) como direcionador estrutural. Uma
solucdo etandica de TEOS pré-hidrolizada com
solucé@o aquosa de HCI foi misturada a uma solugao
etandica de P123 e agitada por 3h a 25 C 2. A razéo
molar utilizada foi: 17TEOS: 0,0096P123: 8,8Etanol:
0,001HCI. Membranas AAO preparadas com canais
de 55 nm de didmetro e 30 um de comprimento
foram imersas no sol por dip-coating durante 5s a
120 mm.min*. Em uma segunda metodologia de
deposicdo foi utilizado um sistema de filtracdo.
Apos secas, as amostras foram aquecidas a
1°C.min™ até 500°C.

A Figura 1 mostra os dados das isotermas de
adsorcao-dessorcao de N, para a silica SBA-15 sem
tratamento térmico (a) e com tratamento térmico a
500°C (b). As isotermas sdo do tipo IV,
caracteristica de materiais com poros de dimensdes
entre 1,3 e 50 nm. A amostra (a) possui histerese
tipo H2, tipica de poros irregulares, enquanto
histerese da amostra (b) é do tipo H1, caracteristica
de poros com geometria cilindrica.

A area de superficie aumenta de 14 m g para
1043 m’g"* com a eliminacdo da fase organica e
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consolidagdo da estrutura dos poros causada pelo
tratamento térmico.
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Figura 1. Isotermas de adsorcédo-dessorcdo de N,
de SBA-15 (a) sem e (b) com tratamento térmico a
500°C.
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Figura 2. Sec;ao transversal da membrana AAO (a)
sem SBA-15, (b) totalmente e (c) parcialmente
preenchidos com SBA-15.

A Figura 2 apresenta imagens da secéo
transversal da membrana AAO sem deposicdo de
SBA-15 (a) sendo possivel observar a regularidade
dos poros formados por canais paralelos e
retilinecs. As imagens da membrana AAO
impregnada por meio do sistema de filtragcdo (b)
evidenciam poros totalmente preenchidos por SBA-
15. No caso das amostras imersas no sol por dip-
coating (c) os poros da membrana foram
preenchidos parcialmente com a silica mesoporosa.

Conclusodes

Os resultados evidenciam o crescimento de SBA-15
nos poros das membranas AAO. A metodologia de
deposicao utilizando o sistema de filtracdo mostrou-
se mais eficaz do que o dip-coating.
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